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В ряде случаев процессы лазерной абляции с образованием и распространением образовавшегося газового (плазменного) облака заканчиваются осаждением этих паров на твердые мишени в виде тонкой пленки. Этот эффект может использоваться для получения и обработки многослойных металлических зеркал, создания различных пленок в полупроводниковых технологиях и т.п. В отличие от ряда работ [1,2] в данной рассматривается численное двумерное (центрально симметричное) решение газодинамических уравнений с длительностью лазерного импульса, сопоставимой со временем, необходимым для достижения продуктами абляции поверхности мишени. При этом исследовались режимы абляции, как без возникновения экранировки падающего лазерного излучения, так и с интенсивной экранировкой, приводящей к разогреву плазмы и существенному увеличению скорости её распространения. Рассматриваются режимы распространения паров в глубоком вакууме, при наличии воздуха при атмосферном и при пониженном давлении. В задаче рассматривается случай острой фокусировки лазерного пучка в относительно небольшое пятно. Граничные условия на поверхности мишени позволяют рассмотреть случай от практически 100 % прилипания продуктов абляции в вакууме, до эффектов возникновения «воздушной подушки» у поверхности мишени при распространении паров вещества. Для всех случаев исследовалось изменение со временем профиля толщины напылённой пленки и пространственное и временное изменение характеристик плазменного облака.
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